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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】
【解決手段】  本発明は液晶表示装置に関わり、光の漏
れ現象を最小化して安定した画質を具現するために、テ
ストパッドをゲート線から分離させて共通電圧用パター
ンに連結させたり、共通電圧を印可した導電パターンで
遮蔽させる。本発明による液晶表示装置では、基板の上
に複数個の画素領域が配列されている表示領域が定義さ
れている。画素領域はゲート線、ゲート線と交差するデ
ータ線、ゲート線とデータ線に電気的に連結される薄膜
トランジスタ、薄膜トランジスタに電気的に連結される
画素電極線及び画素電極線の間に形成される共通電極線
を含んでいる。そして、共通電圧用パターンが複数個の
画素領域の共通電極線を共通に連結しており、表示領域
の外部には共通電圧用パターンに連結されるが、ゲート
線とは分離されているテストパッドが形成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】下部基板と、
前記下部基板の上に形成されるゲート線、前記ゲート線
と交差するデータ線、前記ゲート線と前記データ線とに
電気的に連結される薄膜トランジスタ、前記薄膜トラン
ジスタに電気的に連結される画素電極線及び前記画素電
極線の間に形成される共通電極線を含む画素領域が複数
個配列されている表示領域と、
前記複数個の画素領域の共通電極線が連結された共通電
圧用パターンと、
前記表示領域の外側に形成され、前記共通電圧用パター
ンに連結され、前記ゲート線とは分離されているテスト
パッドと、
を含む液晶表示装置。
【請求項２】前記テストパッド及び前記共通電圧用パタ
ーンは前記下部基板上に形成され、
前記テストパッドと前記共通電圧用パターンとを覆い、
前記テストパッドと前記共通電圧用パターンとを各々露
出する接触孔が形成された絶縁膜と、
前記接触孔を通じて前記テストパッドと前記共通電圧用
パターンとを連結する連結パターンと、
を含む請求項１に記載の液晶表時装置。
【請求項３】前記下部基板に対向する上部基板と、
前記上部基板に、画素領域の内部領域を除いた下部基板
の残り領域を覆うように形成されるブラックマトリック
スと、
をさらに含む請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】下部基板と、
前記下部基板の上に形成されるゲート線、前記ゲート線
と交差するデータ線、前記ゲート線と前記データ線に電
気的に連結される薄膜トランジスタ、前記薄膜トランジ
スタに電気的に連結される画素電極線及び前記画素電極
線の間に形成される共通電極線を含む画素領域が複数個
配列されている表示領域と、
前記共通電極線に連結されて前記表示領域の外側に形成
される共通電圧用パターンと、
前記ゲート線に連結されて前記表示領域の外側に形成さ
れるテストパッドと、
前記共通電圧用パターンに連結され、前記テストパッド
に重なりかつ前記テストパッドとは絶縁されている導電
パターンと、
を含む液晶表示装置。
【請求項５】前記テストパッド及び前記共通電圧用パタ
ーンは前記下部基板上に形成され、
前記テストパッドと前記共通電圧用パターンとを覆い、
前記共通電圧用パターンを露出する接触孔が形成された
絶縁膜を含み、
前記導電パターンは、前記接触孔を通じて前記共通電圧
用パターンと連結され、前記絶縁膜を隔てて前記テスト
パッドと重なる、 *
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*請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】前記下部基板に対向する上部基板と、
前記上部基板に画素領域の内部領域を除いた下部基板の
残り領域を覆うように形成されるブラックマトリックス
と、
をさらに含む請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項７】下部基板と、
前記下部基板の上に形成されるゲート線、前記ゲート線
と交差するデータ線、前記ゲート線と前記データ線に電
気的に連結される薄膜トランジスタ、前記薄膜トランジ
スタに電気的に連結される画素電極線及び前記画素電極
線の間に形成される共通電極線を含む画素領域が複数個
配列されている表示領域と、
前記共通電極線に連結されて前記表示領域の外側に形成
される共通電圧用パターンと、
前記ゲート線に連結され、前記表示領域の最後のライン
に位置する画素領域とは画素領域幅の２倍以上の間隔を
おいて前記表示領域の外側に形成されるテストパッドと
を含む液晶表示装置。
【請求項８】前記表示領域の最後のラインに位置する画
素領域と前記テストパッドとは２００μｍ以上の間隔を
おいて形成される、請求項７に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に関わ
り、特に、水平電界（Coplanar Electrode, CE）方式の
液晶表示装置及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】水平電界方式の液晶表示装置は画素電極
と共通電極とを同一平面に形成し、画素電極と共通電極
との間に発生する水平電界を利用して液晶を駆動するこ
とによって広視野角を具現する。
【０００３】水平電界方式の液晶表示装置において、下
部基板の表示領域には複数個のゲート線と複数個のデー
タ線とが交差して定義された複数個の画素セル領域がマ
トリックス形状に配列されている。画素セルはゲート線
及びデータ線に電気的に連結されるスイッチング素子、
スイッチング素子に電気的に連結される画素電極及び画
素電極との間に水平電界を発生させる共通電極を含む。
そして、下部基板には更に、ゲート線各々の一端に連結
されるゲートパッド、データ線各々の一端に連結される
データパッド及び画素セル領域各々の共通電極を共通に
連結する共通電圧用パターンなどが形成されている。
【０００４】水平電界方式の液晶表示装置において、上
部基板には下部基板の画素セルに対応する赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフィルターセル及び下部基板
の画素セル内部を除いた全領域を覆うブラックマトリッ
クスが形成されている。
【０００５】一方、液晶表示装置の配線欠陥を点検する
ために、液晶表示装置のパネルテストを実施する。パネ
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ルテストのために液晶表示装置の製作工程において、ゲ
ート線の一端を共通に連結させ、ゲート線の他の一端に
テストパッドを形成する。パネルテストの際には二つの
ゲート線を選択し、選択されたゲート線のテストパッド
にテスト電圧を印加することによって、二つのゲート線
に連結された画素セルの配線欠陥を点検する。このよう
なパネルテストはゲート線全てに対して実施する。
【０００６】パネルテストの作業が終われば、液晶表示
装置の作動のために共通に連結されていたゲート線を全
て分離させる。
【０００７】しかし、液晶表示装置のテスト過程で用い
られたテストパッドはパネルテストが終わった後にもゲ
ート線に連結された状態で存在しているので、液晶表示
装置の作動時にゲート電圧の印加を受ける。特に、オフ
作動時にテストパッドに印加されたゲートオフ電圧は最
後のラインに位置する画素セル内の水平電界を歪曲さ
せ、この部分での液晶配列を歪曲させて光の漏れ現象を
誘発するという問題点があった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】本発明は光の漏れ現象
を最小化して安定した画質を実現する液晶表示装置を提
供することにその目的がある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】このために本発明では、
テストパッドをゲート線から分離させて共通電圧用パタ
ーンに連結する、あるいは、共通電圧用パターンで遮蔽
する手段を用いる。
【００１０】詳細に見てみれば、本発明による液晶表示
装置では、下部基板の上に複数個の画素領域が配列され
ている表示領域が定義されている。画素領域はゲート
線、ゲート線と交差するデータ線、ゲート線とデータ線
に電気的に連結される薄膜トランジスタ、薄膜トランジ
スタに電気的に連結される画素電極線及び画素電極線の
間に形成される共通電極線を含んでいる。そして、共通
電圧用パターンが複数個の画素領域の共通電極線を連結
しており、表示領域の外側には共通電圧用パターンには
連結されるが、ゲート線からは分離されているテストパ
ッドが形成されている。
【００１１】ここで、テストパッドが共通電圧用パター
ンに連結される構造は、基板の上にテストパッド及び共
通電圧用パターンが形成され、絶縁膜がテストパッドと
共通電圧用パターンを覆っており、導電性の連結パター
ンがテストパッドと共通電圧用パターンを各々露出する
接触孔を通じてテストパッドと共通電圧用パターンとを
連結している。
【００１２】この時、下部基板に対向する上部基板と、
上部基板に画素領域の内部領域を除いた下部基板の残り
領域を覆うように形成されるブラックマトリックスとを
さらに含むことができる。
【００１３】本発明による液晶表示装置では、下部基板
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の上に複数個の画素領域が配列されている表示領域が定
義されている。画素領域はゲート線、ゲート線と交差す
るデータ線、ゲート線とデータ線に電気的に連結される
薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタに電気的に連結さ
れる画素電極線及び画素電極線の間に形成される共通電
極線を含んでいる。そして、共通電圧用パターンが共通
電極線に連結されて表示領域の外部に形成されており、
テストパッドがゲート線に連結されて表示領域の外側に
形成されており、導電パターンが共通電圧用パターンに
連結され、テストパッドに重なるが、テストパッドとは
絶縁されている。
【００１４】ここで、導電パターンがテストパッドと重
なる構造は、基板の上にテストパッド及び共通電圧用パ
ターンが形成され、絶縁膜がテストパッドと共通電圧用
パターンを覆っており、導電パターンが絶縁膜に共通電
圧用パターンを露出する接触孔を通じて共通電圧用パタ
ーンと連結されるが、テストパッドとは絶縁膜を隔てて
重なっている。この時、下部基板に対向する上部基板
と、上部基板に画素領域の内部領域を除いた下部基板の
残り領域を覆うように形成されるブラックマトリックス
とをさらに含むことができる。
【００１５】また、本発明による液晶表示装置では、下
部基板の上に複数個の画素領域が配列されている表示領
域が定義されている。画素領域はゲート線、ゲート線と
交差するデータ線、ゲート線とデータ線に電気的に連結
される薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタに電気的に
連結される画素電極線及び画素電極線の間に形成される
共通電極線を含んでいる。そして、共通電圧用パターン
が共通電極線に連結されて表示領域の外部に形成されて
おり、テストパッドがゲート線に連結されるが、表示領
域の最後のラインに位置する画素領域とは画素領域幅の
２倍以上の間隔をおいて形成されている。ここで、テス
トパッドと表示領域の最後のラインに位置する画素領域
とは２００μｍ以上の間隔をおいて形成されることがで
きる。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下では、図面を参照して本発明
について説明する。
【００１７】［第１実施形態例］図１は本発明の第１実
施形態例による液晶表示装置における下部基板の平面図
であり、図２は図１の切断線II－II´による液晶表示装
置の断面図である。
【００１８】水平電界方式の液晶表示装置では、下部基
板１００と上部基板２００とが合着されており、“表示
領域”と“周辺領域”とが定義されている。図面は説明
の便宜のために、“表示領域”の最後のラインに位置す
る画素セルとそれに隣接する“周辺領域”のテストパッ
ド２６及び共通電圧用パターン２９を示したものであ
る。
【００１９】“表示領域”には、複数個のゲート線２２
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と複数個のデータ線６２とが互いに交差して複数個の画
素領域を定義している。各々の画素領域にはゲート線２
２とデータ線６２に電気的に連結される薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）が形成されており、薄膜トランジスタには
画素電極配線６７、６８が連結されている。そして、液
晶表示装置を駆動する際に画素電極配線６７、６８と協
動して水平電界を形成する共通電極配線２７、２８が形
成されている。
【００２０】“周辺領域”には各々の画素領域に形成さ
れている共通電極配線２７、２８を共通に連結する共通
電圧用パターン２９とゲート線２２の一端に連結される
途中で切れた状態のテストパッド２６とが形成されてい
る。図面には示していないが、ゲート線２２の他の一端
には、ゲート線２２にゲート電圧を印加するための外部
駆動回路に連結されるゲートパッドが形成されている。
【００２１】このような液晶表示装置の構造の具体的な
説明は次の通りである。
【００２２】まず、下部基板１００の上にクロム系列ま
たはモリブデン系列からなる下部金属層２０１とアルミ
ニウム系列からなる上部金属層２０２の二重層構造のゲ
ート配線２２、２４、２６及び共通電極配線２７、２
８、２９が形成されている。
【００２３】ゲート配線２２、２４、２６は横方向に延
長されたゲート線２２、ゲート線２２の一端に形成され
て外部駆動回路からゲート信号を受けるゲートパッド
（図示せず）、ゲート線２２の一部であるゲート電極２
４及びゲート線２２の他の一端付近に位置するが、ゲー
ト線２２と分離されているテストパッド２６を含む。
【００２４】ゲート線２２とテストパッド２６は製作工
程では互いに連結されるように形成されるが、液晶表示
装置のテストの後には後述される分離工程を通じて、図
面に示したように互いに分離される。
【００２５】共通電極配線２７、２８、２９は画素領域
に形成される共通電極主線２７と、共通電極主線２７か
ら延びる複数個の共通電極枝線２８と、各々の画素領域
に形成された複数個の共通電極主線２７を共通に連結す
る共通電圧用パターン２９とを含む。
【００２６】そして、ゲート配線２２、２４、２６及び
共通電極配線２７、２８、２９を、窒化ケイ素のような
絶縁物質からなるゲート絶縁膜３０が覆っている。
【００２７】ゲート絶縁膜３０の上には非晶質シリコン
のような半導体物質からなる半導体パターン４２が形成
されており、半導体パターン４２の上には、不純物がド
ーピングされた非晶質シリコンのような半導体物質から
なる抵抗性接触層５５、５６が形成されている。
【００２８】そして、導電物質からなるデータ配線６
２、６５、６６及び画素電極配線６７、６８が半導体パ
ターン４２と電気的に連結されている。
【００２９】データ配線６２、６５、６６は、ゲート線
２２に交差して縦方向に延びるデータ線６２、データ線
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６２の一端に形成されて外部駆動回路からデータ信号の
印加を受けるデータパッド（図示せず）、データ線６２
の一部であって一つの抵抗性接触層５５に接触されるソ
ース電極６５及び他の一つの抵抗性接触層５６に接触さ
れるドレーン電極６６を含む。
【００３０】画素電極配線６７、６８は、ドレーン電極
６６に連結されて共通電極主線２７に平行に配列される
画素電極主線６７及び画素電極主線６７から延びる複数
個の画素電極枝線６８を含んでいる。
【００３１】データ配線６２、６５、６６及び画素電極
配線６７、６８を、窒化ケイ素のような絶縁物質からな
る保護膜７０が覆っている。
【００３２】そして、ゲート線２２とテストパッド２６
を電気的に絶縁させる分離用孔（Ｃ）が形成されてい
る。この分離用孔（Ｃ）は保護膜７０、ゲート絶縁膜３
０及びゲート線２２に形成されて、一体に形成されてい
たゲート線２２とテストパッド２６とを分離させてい
る。
【００３３】そして、“周辺領域”にはテストパッド２
６及び共通電圧用パターン２９を露出する第１及び第２
接触孔７２、７４が形成されている。第１接触孔７２は
保護膜７０、ゲート絶縁膜３０及びテストパッド２６の
上部金属層であるアルミニウム層２０２に形成されてお
り、第２接触孔７４は保護膜７０、ゲート絶縁膜３０及
び共通電圧用パターン２９の上部金属層であるアルミニ
ウム層２０２に形成されている。
【００３４】そして、保護膜７０上に第１及び第２接触
孔７２、７４を通じてテストパッド２６と共通電圧用パ
ターン２９を電気的に連結する連結パターン８２が形成
されている。
【００３５】このような下部基板１００に対向する上部
基板２００には、黒い有機物質からなるブラックマトリ
ックス２１０とカラーフィルター２２０が形成されてい
る。カラーフィルター２２０は下部基板２００の画素領
域に対応して形成され、ブラックマトリックス２１０は
画素セルの内部領域を除いた全領域を覆っている。
【００３６】そして、上部基板１００と下部基板２００
の間には液晶層３００が封入されている。
【００３７】このような構造を有する液晶表示装置を駆
動する過程で、オフ作動時にゲートパッド（図示せず）
を通じてゲート線２２に－７Ｖのゲートオフ電圧を印加
し、共通電圧用パターン２９を通じて共通電極配線２
７、２８、２９に＋５Ｖの共通電圧を印加するとしよ
う。
【００３８】テストパッド２６がゲート線２２から分離
されて共通電圧用パターン２９に連結されているので、
テストパッド２６及び共通電圧用パターン２９全てに＋
５Ｖの電圧がかかる。従ってこれらパターン２６、２９
に近接した上部基板２００のブラックマトリックス２１
０全領域にテストパッド２６及び共通電圧用パターン２
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7
９各々にかかった電圧に影響を受け、＋５Ｖの電圧が均
一にかかる。
【００３９】ゲートオフ電圧がかかった状態で共通電圧
と同一な大きさの電圧がかかるブラックマトリックス２
１０の電圧は画素セル内の水平電界を歪曲させることが
できず、液晶駆動にも影響を与えられない。従って、本
発明の第１実施形態例による液晶表示装置では、最後の
ラインに位置する画素セルで液晶駆動の歪曲によって引
き起こされる光の漏れ現象を防止することができる。
【００４０】しかし、テストパッド２６は液晶表示装置
をテストする過程ではゲート線２２と連結されなければ
ならない。つまり、テストパッド２６はゲート線２２と
連結される状態で製作されてテストを終えた後、分離用
孔（Ｃ）、第１及び第２接触孔７２、７４を形成した後
に連結パターン８２を形成して、テストパッド２６をゲ
ート線２２から分離し、共通電圧用パターン２９と連結
しなければならない。
【００４１】テストパッド２６をゲート線２２から分離
する工程は次の通りである。
【００４２】まず、液晶表示装置テストの前は、下部基
板１０上にテストパッド２６がゲート線２２に連結され
ており、共通電圧用パターン２９からは分離されてお
り、その上部にゲート絶縁膜３０及び保護膜７０が形成
されている。
【００４３】液晶表示装置テストの後には、分離用孔
（Ｃ）、第１及び第２接触孔７２、７４を定義するマス
クを使用する写真エッチング工程を通じて、保護膜７０
とゲート絶縁膜３０をエッチングしてテストパッド２６
の上部金属層であるアルミニウム層２０２と共通電圧用
パターン２９の上部金属層であるアルミニウム層２０２
を選択的に露出する。次に、アルミニウムエッチング液
を使用してアルミニウム層２０２の露出された部分を除
去してテストパッド２６と共通電圧用パターン２９の下
部金属層２０１を露出する。これで第１及び第２接触孔
７２、７４が完成される。この後、基板の全面に導電層
を形成した後に写真エッチングして、第１及び第２接触
孔７２、７４を通じてテストパッド２６と共通電圧用パ
ターン２９とを連結する連結パターン８２を形成する。
この過程でテストパッド２６の下部金属層２０１の露出
された部分も共に除去され、ゲート線２２とテストパッ
ド２６とを分離する分離孔（Ｃ）が完成される。
【００４４】以後、後続工程を経て下部基板の製作を完
了し、上部基板を製作した後、２枚の基板を合着して液
晶表示装置を製作する。
【００４５】テストパッド２６とゲート線２２の分離工
程は、前述した方法以外に後続工程を通じて様々な方法
で実施することができる。
【００４６】［第２実施形態例］図３は本発明の第２実
施形態例による液晶表示装置の平面図であり、図４は図
３の切断線IV－IV´による液晶表示装置の断面図であ
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る。
【００４７】本発明の第２実施形態例による液晶表示装
置では、ゲート線２２に連結されるテストパッド２６を
共通電圧用パターン２９に連結された導電パターン８４
で遮蔽させている。この場合、テストパッド２６にかか
った電圧を導電パターン８４が遮蔽させているため、テ
ストパッド２６にかかった電圧がテストパッド２６上部
のブラックマトリックス２１０に影響を与えれない。
【００４８】本発明の第１実施形態例による液晶表示装
置と比較して、上部基板と下部基板の“表示領域”は同
一であるのでこれに対する説明は省略し、下部基板の
“周辺領域”に対してのみ説明する。
【００４９】下部基板１００の上に“表示領域”のゲー
ト線２２に連結されるテストパッド２６及び“表示領
域”の共通電極主線２７に連結される共通電圧用パター
ン２９が形成されている。テストパッド２６及び共通電
圧用パターン２９はゲート線２２及び共通電極主線２７
のように、クロム系列またはモリブデン系列からなる下
部金属層２０１とアルミニウム系列からなる上部金属層
２０２の二重層構造からなっている。そして、ゲート絶
縁膜３０と保護膜７０がテストパッド２６と共通電圧用
パターン２９を覆っている。
【００５０】ゲート絶縁膜３０、保護膜７０及び共通電
圧用パターン２９の上部金属層であるアルミニウム層２
０２には、共通電圧用パターン２９の下部金属層２０１
を露出する接触孔７４が形成されている。そして、保護
膜７０の上には接触孔７４を通じて共通電圧用パターン
２９に連結される導電パターン８４が形成されている
が、この導電パターン８４は保護膜７０とゲート絶縁膜
３０を隔ててテストパッド２６を十分覆っているため、
テストパッド２６を遮蔽させている。言い換えれば、導
電パターン８４は、テストパッド２６への印加電圧がブ
ラックマトリックス２１０に影響を与えないようにテス
トパッド２６を覆っている。
【００５１】このような構造を有する液晶表示装置を駆
動する過程で、オフ作動時にゲートパッド（図示せず）
を通じてゲート線２２に－７Ｖのゲートオフ電圧を印加
し、共通電圧用パターン２９を通じて共通電極配線２
７、２８、２９に＋５Ｖの共通電圧を印加するとしよ
う。
【００５２】ゲート線２２に連結されているテストパッ
ド２６には－７Ｖのゲートオフ電圧がかかり、共通電圧
用パターン２９には＋５Ｖの共通電圧がかかる。しか
し、テストパッド２６は共通電圧用パターン２９に連結
された導電パターン８４によって遮蔽されているので、
テストパッド２６にかかった－７Ｖのゲートオフ電圧は
その上部のブラックマトリックス２１０に影響を与えれ
ない。テストパッド２６の上のブラックマトリックス２
１０部分は導電パターン８４にかかった＋５Ｖの共通電
圧に影響を受けるようになる。従ってブラックマトリッ
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クス２１０の全領域にはテストパッド２６及び共通電圧
用パターン２９各々にかかった電圧に影響を受け、＋５
Ｖの電圧が均一にかかる。ゲートオフ電圧がかかった状
態で共通電圧と同一な大きさの電圧がかかるブラックマ
トリス２１０の電圧は画素セル内の水平電界を歪曲させ
ることができず、液晶駆動にも影響を与えられない。従
って、本発明の第１実施形態例による液晶表示装置で
は、最後のラインに位置する画素セルで液晶駆動の歪曲
によって引き起こされる光の漏れ現象を防止することが
できる。
【００５３】このような構造ではテストパッド２６がゲ
ート線２２に連結されているため、液晶表示装置をテス
トすることが可能であるので、本発明の第１実施形態例
のようにテストパッド２６をゲート線２２から分離させ
る必要がない。
【００５４】［第３実施形態例］一方、テストパッドに
かかった電圧によってブラックマトリックスにかかる電
圧が周囲の画素セルに影響を与えられないようにするた
めに、テストパッドを画素セルと所定の間隔をおいて形
成する方法がある。図５は、この方法を適用した、本発
明の第３実施形態例による液晶表示装置の平面図であ
る。この実施形態例においては、最後のラインに位置す
る画素セルから画素セル幅の２倍以上になる間隔、例え
ば２００μｍ以上の間隔をおいてテストパッド２６を形
成することができる。この場合、テストパッド２６のゲ
ートオフ電圧によってブラックマトリックスにかかる電
圧が最後のラインの画素セルにまで影響を与えられない
程度、テストパッド２６と最後のラインの画素セルとが
遠く離れているため、最後のラインに位置する画素セル
内の水平電界は歪曲されず、液晶駆動にも影響が及ばな
い。従って、最後のラインに位置する画素セルで液晶駆
動の歪曲によって引き起こされる光の漏れ現象を防止す
ることができる。
【００５５】ここで、テストパッドと最後のラインに位
置する画素セルの間隔は、製造工程の条件によって適切
に設定できる。
【００５６】
【発明の効果】本発明では液晶表示装置の駆動時、テス
トパッドにかかったゲート電圧によってブラックマトリ
ックスにかかる電圧が最後のラインに位置する画素セル
内に形成される水平電界を歪曲させることを防止するよ
うに液晶表示装置の構造を改善させることにより、水平
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電界の歪曲によって発生する光の漏れ現象を防止して安
定した画質を具現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態例による液晶表示装置の
平面図
【図２】図１に示した切断線II－II´による液晶表示装
置の断面図
【図３】本発明の第２実施形態例による液晶表示装置の
平面図
【図４】図３に示した切断線IV－IV´による液晶表示装
置の断面図
【図５】本発明の第３実施形態例による液晶表示装置の
平面図
【符号の説明】
２２  ゲート線
２６  テストパッド
２７  共通電極主線
２８  共通電極枝線
２９  共通電圧用パターン
３０  ゲート絶縁膜
４２  半導体パターン
５５、５６  抵抗性接触層
６２  データ線
６５  ソース電極
６６  ドレーン電極
６７  画素電極主線
６８  画素電極枝線
７０  保護膜
７２  第１接触孔
７４  第２接触孔
８２  連結パターン
８４  導電パターン（シールド用）
１００  下部基板
２００  上部基板
２０１  下部金属層
２０２  上部金属層（アルミニウム層）
２１０  ブラックマトリックス
２２０  カラーフィルター
３００  液晶層
Ｃ  分離用孔
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